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	EVGのWLO向け装置ポートフォリオ：
	・EVG770 　マスタースタンプ製造向け全自動UV-NILステッパー
	マスタースタンプとは、マイクロレンズが全面に成形されたウェーハサイズのテンプレートです。このウェーハサイズのテンプレート上に配置される各マイクロレンズは、1つのレンズテンプレートからステップ＆リピート方式で複製されます。金属またはガラス製の単体レンズマスターから始まるこのプロセスにおいて、EVGはマスタースタンプ製造に不可欠な全てのプロセスフローと、高性能ウェーハレベルカメラモジュール製造の必須要件である、比類のないレンズ位置精度および高いレンズ成形再現性を提供します。
	・IQ Aligner　UVマイクロレンズ成形向け全自動UV-NIL装置
	EVGは、ウェーハサイズのマスタースタンプからソフトワーキングスタンプを複製し、これを用いてハイブリッドおよびモノリシックマイクロレンズを成形するプロセスを提供します。また、ワーキングスタンプやマイクロレンズを作製する際にお客様がさまざまな材料の組み合わせを容易に採用できるよう、EVGは実証済のマイクロレンズ成形プロセスと関連するすべての材料ノウハウを提供します。
	・EVG40 NT　全自動検査装置
	プロセス結果が厳しい要件に適合しているかを検証し、即座にプロセスパラメーターを最適化するために、垂直および水平方向の測定を高解像度かつ高精度に行える計測装置は大変重要です。WLO製造において、EVGの計測ソリューションは、クリティカルディメンション（CD）計測やレンズ積層時のアライメント検証など、他の多 くのアプリケーションに使用できます。
	・NILPhotonics Competence Center
	LED、MEMS、光学素子、太陽電池などのさまざまなアプリケーションに対し量産適用可能なソリューションとして、EVGはNIL技術の開発に長年にわたり多大なリソースを投資してきました。 EVGのNILPhotonics Competence Centerは、NILやウェーハ接合などのプロセス領域において、現場で実績のあるEVGのプロセスや装置ノウハウを活用することで、お客様の新規フォトニックアプリケーション開発をサポートし、市場投入までの時間を大幅に短縮します。
	EVGジャパンは、5月24日に大阪で開催されるプライベートセミナー「EVG Technology Day 2018 in 大阪」にて、業界をリードするWLO製造ソリューションを紹介します。 このセミナーでは、EVG技術部門による最新ソリューションのご紹介はもちろん、業界を牽引する方々をゲストスピーカーとしてお招きし、各分野での最新テクノロジー／ビジネスソリューションについてご講演いただく予定になっております。詳細は下記リンク先をご覧ください。
	www.evgroup.com/TechDayOsaka
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